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(57)【要約】
【課題】本発明は液晶表示装置用アレイ基板製造用のエ
ッチングテープを提供する。
【解決手段】本発明のエッチングテープは、ベースシー
ト及びベースシート上にゲルタイプのエッチング物質が
塗布されて形成されたエッチング物質層を含む。このエ
ッチングテープは、透明絶縁基板上にゲート電極、スト
レージキャパシターの第１電極、ゲート配線を形成する
段階、ゲート絶縁膜、アクティブ層、オーミック接触層
、ソース電極及びドレーン電極を形成し、誘電体層及び
ストレージキャパシターの第２電極を形成し、データ配
線を形成する段階、画素電極を形成し、ゲートパッド電
極を形成し、データパッド電極を形成する段階、保護層
を形成する段階及びゲートパッド電極上に形成された保
護層とデータパッド電極上に形成された保護層をエッチ
ングすることでコンタクトホールを形成する段階を含む
液晶表示装置用アレイ基板の製造方法に利用される。
【選択図】図１



(2) JP 2010-16401 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースシートと、
　前記ベースシート上にゲルタイプのエッチング物質が塗布されて形成されたエッチング
物質層と
　を含むことを特徴とする液晶表示装置用アレイ基板製造用のエッチングテープ。
【請求項２】
　前記エッチング物質層上に位置する保護シートをさらに含むことを特徴とする、請求項
１記載のエッチングテープ。
【請求項３】
　前記保護シートは、ＰＥＴフィルム、ＰＶＣフィルム、ＰＥフィルムまたはＰＰフィル
ムのいずれか１つ、又はいずれか２つ以上の混合物であることを特徴とする、請求項２記
載のエッチングテープ。
【請求項４】
　前記ベースシートは、セロハンフィルム、高分子樹脂フィルムまたはＳＵＳフィルムの
いずれか１つ、又はいずれか２つ以上の混合物であることを特徴とする、請求項１記載の
エッチングテープ。
【請求項５】
　エッチング対象の物質層が、窒化シリコンにより形成され、
　前記エッチング物質は、前記窒化シリコンをエッチングすることを特徴とする、請求項
１記載のエッチングテープ。
【請求項６】
　前記エッチング物質は、ＮＨ４ＦまたはＫＯＨのいずれか１つ、又は混合物であること
を特徴とする、請求項５記載のエッチングテープ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はエッチングテープ及びこれを利用した液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓ
ｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ；ＬＣＤ）用アレイ基板の製造方法に関し、より詳しくは低価格
でエッチング工程を容易に遂行することができるようゲル（ｇｅｌ）タイプのエッチング
物質が塗布されている液晶表示装置用アレイ基板製造用のエッチングテープに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日のような情報化社会において電子表示装置の役割は非常に重要になっており、各種
の電子表示装置が多様な産業分野に幅広く使用されている。このような電子表示装置の発
展において、情報化社会の各種のニーズに適応した新しい機能を持つ電子表示装置が次々
と開発されている。一般的に電子表示装置とは多様な情報を視覚を通じて人間に伝達する
装置を言う。すなわち、電子表示装置とは各種の電子機器から出力される電気情報信号を
人間の視覚で認識することができる光情報信号に変換するものを言い、人間と電子機器を
結ぶ架橋的な役割を担当する装置と言える。
【０００３】
　このような電子表示装置において、光情報信号が発光現象によって表示される場合には
発光型表示装置と称され、光情報信号が反射、散乱、干渉現象などによって表示される場
合には受光型表示装置と称される。能動型表示装置として呼ばれる発光型表示装置は、陰
極線管表示装置（Ｃａｔｈｏｄｅ Ｒａｙ Ｔｕｂｅ； ＣＲＴ）、プラズマ表示装置（Ｐ
ｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ； ＰＤＰ）、有機ＥＬ表示装置（Ｏｒｇａｎ
ｉｃ ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｉｓｃｅｎｔ Ｄｉｓｐｌａｙ； ＯＥＬＤ）、発光ダイ
オード（Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ； ＬＥＤ）などをあげることができ
る。そして、受動型表示装置として呼ばれる受光型表示装置は、液晶表示装置（ＬＣＤ）
、電子泳動表示装置（ＥｌｅｃｔｒｏＰｈｏｒｅｔｉｃ Ｉｍａｇｅ Ｄｉｓｐｌａｙ； 
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ＥＰＩＤ）などをあげることができる。
【０００４】
　長い間、テレビやコンピューターモニターなどに使用された陰極線管表示装置は、経済
性などの面で一番高いマーケットーシェアを占めているが、重い重量、大きい体積及び高
い消費電力などのような短所をたくさん持っている。
【０００５】
　最近に、半導体技術の急速な進歩によって各種電子装置の低電圧化及び低電力化ととも
に電子機器の小型化、薄型化及び軽量化の傾向によって、新しい環境に適応した電子表示
装置として平板パネル型表示装置に対する要求が急激に増大されている。これによって液
晶表示装置（ＬＣＤ）、プラズマ表示装置（ＰＤＰ）、有機ＥＬ表示装置（ＯＥＬＤ）な
どのような平板パネル型表示装置が開発され、このような平板パネル型表示装置の内で小
型化、軽量化及び薄型化が容易で、低い消費電力及び低い駆動電圧を持つ液晶表示装置が
特に注目されている。
【０００６】
　液晶表示装置は、共通電極、カラーフィルター、ブラックマトリックスなどが形成され
ているカラーフィルター基板と、スイチング素子、画素電極などが形成されているアレイ
基板の間に異方性誘電率を持つ液晶物質を挿入しておいて、画素電極と共通電極にお互い
に異なる電位を印加することで液晶物質に形成される電界の強さを調整して液晶物質の分
子配列を変更させて、これを通じてアレイ基板に透過される光の量を調節することで所望
の画像を表示するものである。薄膜トランジスター（Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓ
ｔｏｒ；ＴＦＴ）素子がスイッチングデバイスとして使用されている薄膜トランジスター
液晶表示装置（ＴＦＴ ＬＣＤ）は、液晶表示装置（ＬＣＤ）として主に使用されている
。
【０００７】
　従来の液晶表示装置用アレイ基板は、４個のマスクを使用した４回の写真工程及びエッ
チング工程を通じて製造され、あるいは５個のマスクを使用した５回の写真工程及びエッ
チング工程を通じて製造されている。
【０００８】
　ところが、従来の液晶表示装置用アレイ基板の製造に必要となる時間及び費用でマスク
を利用した写真工程が占める割合は非常に大きいので、液晶表示装置用アレイ基板の製造
時間と製造費用をより効果的に節減させるためにはマスクを利用した写真工程を減らすこ
とができる液晶表示装置用アレイ基板の製造方法が切実に要望されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、本発明の目的は、ゲル（ｇｅｌ）タイプのエッチング物質が塗布されてい
るエッチングテープを利用してエッチング工程を遂行することで、マスクを利用する写真
工程を遂行しないで、低価格でエッチング工程を容易に遂行することができる液晶表示装
置用アレイ基板製造用のエッチングテープを提供することにある。
【００１０】
　本発明が解決しようとする技術的課題は以上で言及した技術的課題に制限されず、言及
しなかった他の技術的課題は下記の記載から本発明が属する技術分野で通常の知識を持っ
た者に明確に理解することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る液晶表示装置用アレイ基板製造用のエッチングテープは、ベースシート及
び前記ベースシート上にゲルタイプのエッチング物質が塗布されて形成されたエッチング
物質層を含む。
【発明の効果】
【００１２】
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　本発明に係る液晶表示装置用アレイ基板製造用のエッチングテープによれば、エッチン
グ工程を遂行する場合には、エッチングしようとする領域の上部にエッチングテープを直
接位置させてエッチング工程を遂行することで、別途のマスクを利用する写真工程を遂行
しなくても良いので、エッチング工程の時間と費用を効果的に節減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープの断面図である。
【図２】本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用してエッチング工程を
遂行する例示図である。
【図３】本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用ア
レイ基板の製造方法を説明するための液晶表示装置用アレイ基板の平面構造の例示図であ
る。
【図４ａ】本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用
アレイ基板の製造工程の一段階の断面図である。
【図４ｂ】本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用
アレイ基板の製造工程の一段階の断面図である。
【図４ｃ】本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用
アレイ基板の製造工程の一段階の断面図である。
【図４ｄ】本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用
アレイ基板の製造工程の一段階の断面図である。
【図４ｅ】本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用
アレイ基板の製造工程の一段階の断面図である。
【図４ｆ】本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用
アレイ基板の製造工程の一段階の断面図である。
【図４ｇ】本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用
アレイ基板の製造工程の一段階の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の利点及び特徴、そしてそれを達成する方法は添付される図面と共に詳細に後述
されている実施の形態を参照すれば明確になる。 
【００１５】
　明細書全体において、同一参照符号は同一構成要素を指称する。
【００１６】
　図１を参照して、本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープについて説明する
。図１は本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープの断面図である。
【００１７】
　本発明の一つの実施の形態によるエッチングテープ１００は、図１に示すように、 ベ
ースシート１１０、エッチング物質層１２０及び保護シート１３０を含む。
【００１８】
　ベースシート１１０上にはゲル（ｇｅｌ）タイプのエッチング物質が塗布されて形成さ
れたエッチング物質層１２０が位置するので、ベースシート１１０は化学的に安定的でゲ
ル（ｇｅｌ）タイプのエッチング物質が効果的に塗布されることができるセロハンフィル
ム、高分子樹脂フィルムまたはＳＵＳ（steel use stainless）フィルム、あるいはそれ
らのいずれか２つ又は３つの混合物などを利用して構成することができる。
【００１９】
　エッチング物質層１２０は、ベースシート１１０上にゲルタイプのエッチング物質が塗
布されて形成されており、エッチングしようとする領域の上部にエッチング物質層１２０
を位置させることでゲルタイプのエッチング物質がエッチングしようとする領域以外には
影響を及ぼさず、エッチングしようとする領域を効果的にエッチングすることができるの
で、マスクを利用した写真工程を遂行しないで、効果的にエッチング工程を遂行すること
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ができる。このようなエッチング物質層１２０でエッチング工程を遂行することができる
物質は例えば、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）などをあげることができる。したがって、窒化
シリコンをエッチングするエッチング物質は、エッチング物質層１２０を形成するのに適
用することができる。ここで、ＮＨ４Ｆ（フッ化アンモニウム）またはＫＯＨ（水酸化カ
リウム）、あるいはそれらの混合物は、窒化シリコンをエッチングするエッチング物質と
して利用することができる。
【００２０】
　保護シート１３０はエッチング物質層１２０の上部に位置してエッチング物質層１２０
が外部と接触することを防止できる。従って、エッチング工程が遂行される場合には保護
シート１３０をとり除いて、エッチングしようとする領域の上部にエッチング物質層１２
０を直接位置させることで、エッチング工程を遂行することができる。このような保護シ
ート１３０はＰＥＴ（Ｐｏｌｙ Ｅｔｈｙｌｅｎｅ Ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）フィル
ム、ＰＶＣ（Ｐｏｌｙ Ｖｉｎｙｌ Ｃｈｌｏｒｉｄｅ）フィルム、ＰＥ（Ｐｏｌｙ Ｅｔ
ｈｙｌｅｎｅ）フィルムまたは ＰＰ（Ｐｏｌｙ Ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ）フィルム、あるい
はそれらのいずれか２つ以上の混合物などを利用して構成することができる。
【００２１】
　図２を参照して、本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用してエッチ
ング工程を遂行する方法について説明する。図２は本発明の一つの実施の形態によるエッ
チグテープを利用してエッチング工程を遂行する例示図である。
【００２２】
　先ず、図２に示すように、エッチングされる物質層２００の上部でエッチングしようと
する領域２１０の上部に、エッチングテープ１００の保護シート１３０をとり除いて、エ
ッチング物質層１２０を直接位置させる。ここで、エッチングしようとする領域２１０を
充分にエッチングするためにエッチングテープ１００のエッチング物質層１２０を１分～
６０分間位置させる。
【００２３】
　次に、エッチングテープ１００をとり除いて、脱イオン水（ｄｅｉｏｎｉｚｅｄ ｗａ
ｔｅｒ； ＤＩ ｗａｔｅｒ）を利用して残余のエッチング物質を洗浄する。そして、エア
ナイフ（ａｉｒ ｋｎｉｆｅ）を利用して脱イオン水を乾燥する。
【００２４】
　本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープ１００は、エッチング工程を遂行す
る場合には、エッチングしようとする領域２１０の上部にエッチングテープ１００を直接
位置させてエッチング工程を遂行することで、別途のマスクを利用する写真工程を遂行し
なくても良いので、エッチング工程の時間と費用を効果的に節減させることができる。
【００２５】
　本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用アレイ基
板の製造方法について図３及び図４ａないし図４ｇを参照して詳しく説明する。図３は本
発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用アレイ基板の
製造方法を説明するための液晶表示装置用アレイ基板の平面構造の例示図である。図４ａ
ないし図４ｇは本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装
置用アレイ基板の製造工程段階別それぞれの断面図である。
【００２６】
　図３を参照すると、透明絶縁基板３００上にゲート配線３１１とデータ配線３５１がマ
トリックス形態に配列される。ゲート配線３１１の右端にはゲートパッド部（Ｇａｔｅ 
Ｐａｄ）が形成され、データ配線３５１の上端にはデータパッド部（Ｄａｔａ Ｐａｄ）
が形成され、ゲート配線３１１とデータ配線３５１の交差部にはゲート電極３１２、アク
ティブ層３３２、ソース電極３５２及びドレーン電極３５３などを含む薄膜トランジスタ
ー（ＴＦＴ）が形成され、ゲート配線３１１上にはストレージキャパシターの第２電極３
５４を含むストレージキャパシター（Ｓｔｏｒａｇｅ）が形成されている。本発明の一つ
の実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用アレイ基板の製造方法は
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、エッチングテープ１０１、１０２を利用してゲートパッド部（Ｇａｔｅ Ｐａｄ）とデ
ータパッド部（Ｄａｔａ Ｐａｄ）のコンタクトホールを形成することができる。
【００２７】
　先ず、透明絶縁基板３００上にアルミニウム（Ａｌ）または銅（Ｃｕ）などを含む金属
物質を蒸着して、第１マスクを利用する写真工程とエッチング工程が遂行されて金属物質
をパターニングする。その結果、図４ａに示すように、ゲートパッド部（Ｇａｔｅ Ｐａ
ｄ）領域にはゲート配線３１１が形成され、薄膜トランジスター（ＴＦＴ）領域にはゲー
ト電極３１２が形成され、ストレージキャパシター（Ｓｔｏｒａｇｅ）領域にはストレー
ジキャパシターの第１電極３１３が形成される。
【００２８】
　次に、図４ｂに示すように、前記結果物上に窒化シリコンなどの絶縁層３２０、非晶質
シリコン層３３０、不純物がドーピングされた非晶質シリコン層３４０及びクロム（Ｃｒ
）またはモリブデン（Ｍｏ）などを含む金属物質層３５０を順に蒸着し、上記の各層を、
第２マスクを利用する写真工程と、ホトレジストパターン３６１、３６２、３６３を利用
するエッチング工程でパターニングする。その結果、図４ｃに示すように、データパッド
部（Ｄａｔａ Ｐａｄ）領域には絶縁層３２１、半導体層３３１、３４１及びデータ配線
３５１が形成され、薄膜トランジスター（ＴＦＴ）領域にはゲート電極３１２上にゲート
絶縁膜３２２、アクティブ層３３２、オーミック接触層３４２、 ３４３、ソース電極３
５２及びドレーン電極３５３が形成され、ストレージキャパシター （Ｓｔｏｒａｇｅ）
領域にはストレージキャパシターの第１電極３１３上に誘電体層３２３、３３３、３４４
とストレージキャパシターの第２電極３５４が形成される。ここで、ホトレジストパター
ン３６２は回折（ハーフトーン；ｈａｌｆ ｔｏｎｅ）マスクを利用して形成され、この
ようなホトレジストパターン３６２を利用することで、ゲート絶縁膜３２２、アクティブ
層３３２、オーミック接触層３４２、３４３、ソース電極３５２及びドレーン電極３５３
を同時に形成することができる。ゲート絶縁膜３２２、アクティブ層３３２、オーミック
接触層３４２、３４３、ソース電極３５２及びドレーン電極３５３は必ず同時に形成する
必要はないし、回折（ハーフトーン；ｈａｌｆ ｔｏｎｅ）マスクを利用しない場合には
複数の段階に分けて形成することも可能である。
【００２９】
　次に、前記結果物上にＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ ｔｉｎ ｏｘｉｄｅ）またはＩＺＯ（ｉｎ
ｄｉｕｍ ｚｉｎｃ ｏｘｉｄｅ）などの透明導電物質を蒸着し、この透明導電物質を、第
３マスクを利用する写真工程とエッチング工程でパターニングする。その結果、データパ
ッド部（Ｄａｔａ Ｐａｄ）領域にはデータ配線３５１上にデータパッド電極３７１が形
成され、ゲートパッド部（Ｇａｔｅ Ｐａｄ）領域にはゲート配線３１１上にゲートパッ
ド電極３７２が形成され、薄膜トランジスター（ＴＦＴ）領域及びストレージキャパシタ
ー（Ｓｔｏｒａｇｅ）領域にはドレーン電極３５３とストレージキャパシターの第２電極
３５４上に画素電極３７３が形成される。
【００３０】
　次に、前記結果物上に窒化シリコンを蒸着して、図４ｅに示すように、保護層３８０を
形成する。
【００３１】
　次に、図４ｆに示すように、データパッド部（Ｄａｔａ Ｐａｄ）領域のデータパッド
電極３７１上に形成された保護層３８０とゲートパッド部（Ｇａｔｅ Ｐａｄ）領域のゲ
ートパッド電極３７２上に形成された保護層３８０を、エッチングテープを利用してエッ
チングする。すなわち、データパッド部（Ｄａｔａ Ｐａｄ）領域のデータパッド電極３
７１上に形成された保護層３８０の上部とゲートパッド部（Ｇａｔｅ Ｐａｄ）領域のゲ
ートパッド電極３７２上に形成された保護層３８０の上部にエッチングテープ１０１、１
０２を１分～６０分間位置させる。
【００３２】
　ここで、エッチングテープ１０１、１０２は前述したように、ベースシート及びエッチ
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ング物質層を含み、ベースシートはセロハンフィルム、高分子樹脂フィルムまたはＳＵＳ
フィルム、あるいはそれらの混合物などを利用して構成することができ、エッチング物質
層のエッチング物質は窒化シリコンをエッチングするものであり、具体的にＮＨ４Ｆまた
はＫＯＨ、あるいはそれらの混合物などで構成することができる。
【００３３】
　次に、エッチングテープ１０１、１０２をとり除いて、脱イオン水（ｄｅｉｏｎｉｚｅ
ｄ ｗａｔｅｒ； ＤＩ ｗａｔｅｒ）を利用して残余のエッチング物質を洗浄する。そし
てエアナイフ（ａｉｒ ｋｎｉｆｅ）を利用して脱イオン水を乾燥する。その結果、図４
ｇに示すように、データパッド部（Ｄａｔａ Ｐａｄ）領域のデータパッド電極３７１上
に形成された保護層３８０とゲートパッド部（Ｇａｔｅ Ｐａｄ）領域のゲートパッド電
極３７２上に形成された保護層３８０が取り除かれて、コンタクトホール３８１、３８２
が形成される。
【００３４】
　本発明の一つの実施の形態に係るエッチングテープを利用した液晶表示装置用アレイ基
板の製造方法は、エッチングしようとする領域の上部にエッチングテープ１０１、１０２
を直接位置させてエッチング工程を遂行することで、別途のマスクを利用する写真工程を
遂行しなくても良いので、液晶表示装置用アレイ基板の製造時間と費用を効果的に節減さ
せることができる。
【００３５】
　以上添付された図面を参照して本発明の実施の形態を説明してきたが、本発明が属する
技術分野で通常の知識を持った者は、本発明の精神及び範囲を逸脱しない範囲で形式及び
詳細の各種の変更を実施することができるということを理解するでしょう。
【符号の説明】
【００３６】
　１００、１０１、１０２　エッチングテープ、１１０　ベースシート、１２０　エッチ
ング物質層、１３０　保護シート、３００　透明絶縁基板、３１１　ゲート配線、３１２
　ゲート電極、３１３　ストレージキャパシターの第１電極、３２０　絶縁層、３２１　
絶縁層、３２２　ゲート絶縁膜、３２３　誘電体層、３３０　非晶質シリコン層、３３１
　半導体層、３３２　アクティブ層、３４０　非晶質シリコン層、３４２、３４３　オー
ミック接触層、３５０　金属物質層、３５１　データ配線、３５２　ソース電極、３５３
　ドレーン電極、３５４　ストレージキャパシターの第２電極、３６１、３６２、３６３
　ホトレジストパターン、３７１　データパッド電極、３７２　ゲートパッド電極、３７
３　画素電極、３８０　保護層、３８１、３８２　コンタクトホール。
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